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【はじめに】金属表面への微細周期構造の形成は，物体の光放射率に波長選択性を与え，熱放射

制御に有効なことが報告されている[1]．しかし，熱放射制御に適した高アスペクト比の微細周期

構造の効率的な形成手法は確立されていない．本報告では，Ａｌの異方性アノードエッチングに

よる高アスペクト比の微細周期構造の形成と熱放射特性の検討結果について示す．異方性アノー

ドエッチングによれば，Ａｌ表面に高アスペクト比細孔の周期配列の形成が可能となり[2]，熱放

射特性の最適化された微細周期構造の効率的な形成が可能になるものと期待できる． 

【実験】図１に微細周期構造の作製プロセスを示す．クロロプレンマスクを形成した(１００)面

配向Ａｌ箔に異方性アノードエッチングを施し，マスク開口部に対応したＡｌを選択的にエッチ

ングすることで，マイクロ孔が規則配列した微細Ａｌ構造体を形成した．作製した構造の幾何学

形状は，走査型電子顕微鏡(ＳＥＭ)を用いて観察した．構造体の熱放射特性は，フーリエ変換型

赤外分光光度計(ＦＴＩＲ)を用いて反射率を測定することで評価した． 

【結果・考察】図２(a)に，本手法により形成した微細Ａｌ構造体のＳＥＭ観察像を示す．四角形

状の高アスペクト比細孔が，四角格子状に配列している様子が観察された．細孔の開口径と配列

間隔は，３．５μｍと５μｍであった．図２(b)には，本手法により作製した微細Ａｌ構造体の反

射スペクトルの測定結果を示す．比較として，Ａｌ平滑表面の反射スペクトルも示す．微細Ａｌ

構造体の場合に，波長７μｍ以下において反射率の減少が観察された．これは，マイクロ孔をキ

ャビティーとする選択的な光吸収によるものと考えられる．キルヒホッフの法則より，本構造体

によれば，波長７μｍ以下での選択的な光放射が可能になるものと期待できる． 
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図２ 微細Ａｌ構造体の(a)ＳＥＭ観察像，および，(b)反射スペ

クトル測定結果 

(a) 

図１ 作製プロセス 

(b) 
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